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はじめに 

電子線レジストに要求される基本特性としては、高解像性、高感度、高ドライエッチン
グ耐性などが挙げられる。代表的なネガ型電子線レジストとして HSQ(水素シルセスキオキ
サン)がある。HSQ は高い解像性を有することから、微細なパターン作製に有効なレジスト
である[1]。しかしながら、感度が非常に悪く、加速電圧 50 kV での必要露光量は 1000～2000 

μC/cm
2 以上であり、パターン作製に長い時間がかかってしまう[2]。 

本研究では、高感度な非化学増幅型ネガレジストの開発を目的として新規アクリル系ポ
リマーを合成し、露光特性の評価を行った。 

実験方法 

新規のアクリル系ポリマーは、ラジカル重合法により合成した。これを溶剤で希釈・濾
過した後、Si 基板上に塗布し、ホットプレートで 190 ℃, 2 分間のプリベークを行った。そ
の後、描画・現像を行い、感度曲線の作成とγ値の算出、および、パターン形状評価を行
った。感度曲線作成には加速電圧 30 kV の装置(ELIONIX, ELS-3700)を、パターン形状評価
には加速電圧 50 kV の装置 (ELIONIX, ELS-7500EX)を用いた。現像はメチルエチルケトン
を用いて 30 秒(液温 22 ℃)行った。また、感度曲線におけるレジストの膜厚は触針式段差計
により測定した。 

実験結果 

Fig.1 に感度曲線を示す。今回は、露光量 204 μC/cm
2 のときの膜厚で規格化している。

露光量が増加するとともに残膜率が増えている。この曲線から読み取った残膜感度(残膜率
50 %)は約 100 μC/cm

2 である。また、γ値は 4.02 となった。Fig.2 は加速電圧 50 kV で露光・
形成したレジストパターン(設計値：Line/Space=100 nm/100 nm)の走査型電子顕微鏡による
観察像である。このときの露光量は 280 μC/cm

2 であり、形状に改善の余地はあるものの、
高感度のネガ型電子線レジストとして機能することを確認した。 

当日は各露光量、現像液によるレジストのパターン形状の違いやドライエッチング耐性
についても報告する予定である。 
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Fig.1 Sensitivity curves. 
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Fig.2 SEM image of line-and-space resist 
pattern. (designed value：L/S=100/100 
nm) 
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